 XXXIII Международная (Звенигородская) конференция по физике плазмы и УТС,  13 – 17 февраля 2006 г.


Эффект усиления ВЧ электрического поля в системах ИЦР нагрева
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При анализе ИЦР разделения изотопов был обнаружен эффект усиления ВЧ электрического поля, возбуждаемого токовыми антеннами в столбе плазмы. Он обусловлен разной реакцией плазмы на продольное (вдоль внешнего магнитного поля) и поперечное ВЧ электрическое поле. В силу высокой  продольной подвижности электронов плазма активно воздействует на продольную компоненту ВЧ поля, в то время как ее влияние на поперечную компоненту может оставаться весьма слабым даже при довольно высокой плотности плазмы. Сгустки электронного заряда, посредством которых экранируется продольное электрическое поле, усиливают поле поперечное. Процесс возбуждения ВЧ полей в этих условиях может быть адекватно описан в терминах ТЕ и ТМ вакуумной камеры. А именно, плазма экранирует ТМ моду, в то время как ТЕ мода остается «вакуумной». Последовательное развитие этой точки зрения позволило создать простую аналитическую модель процесса возбуждения ВЧ полей в столбе плазмы во внешнем магнитном поле. В частности, определена пространственная зависимость ВЧ поля, показано, что вид граничных условий на торцах системы определяется их эмитирующими свойствами, найден коэффициент усиления ВЧ поля.
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